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脉宽压缩光栅用多层膜制备和性能测试 
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摘要  给出了以413 nm作为写入波长，1053 nm作为使用波长的多层介质光栅膜的设计，计算表明膜系H3L(H2L)
^9H0.5L2.03H满足光栅膜的要求.最后给出了制备得到的样品光学特性测试，结果表明在使用波长和曝光波长处满
足设计要求，其抗激光损伤阈值在光正入射和51.2°入射时分别为14.14 J/cm2和9.32 J/cm2，膜系的应力表现为
压应力. 
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